印字頭撓性放大結構的拓樸最佳化設計 
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本文採用材料分佈法以最小化結構應變能對相互位能的比值，以正常化材料密度為設計變數時，採用逐次線性規劃法以求得二維的最佳撓性放大結構拓樸形狀。本文模擬Uchino的印字頭放大機構作動方式，以本文所述之撓性放大結構拓樸設計方法，重新設計二維的放大器結構，在受靜力的條件下顯現良好結果，研究將繼續延伸至動態力無阻尼的狀況。

